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건식 세정 기술은 주로 반도체, 미세전자부품 등 높은 청정도가 요구되는 첨단부품들의 세정

에 이용되고 있다. 반면, 세정제를 이용한 습식 세정은 세척력이 낮고 건조 속도도 매우 더디

며 친환경적인 세정 방식이 아니다. 본 연구에서는 건식 세정기술로써 저온 플라즈마를 이용

하여 금속표면을 세정하고자 하였다. 회분식 플라즈마 반응기를 사용하여 플라즈마 처리 기
체로 O2와 Ar을 이용하여 알루미늄을 세정하였다. 반응기 내의 압력과 기체의 유량은 압력 

게이지와 압력 기록계에 의해 측정된 시간당 압력변화 값을 계산하는 방식으로 산출하였으

며, 진공펌프는 로터리 형태의 진공펌프를 사용하였다. 시편은 시편 지지대(14 x 14 cm2 유

리판)에 고정시킨 상태에서 처리 하였다. 알루미늄 표면에 붙은 깨끗한 윤활유 또는 무기물

이 포함된 더러운 윤활유를 저온 플라스마를 이용하여 혼입기체의 종류, 기체유량, 챔버 내

의 압력, discharge power, negative DC potential 등의 공정 조건을 달리하며 이에 따른 영

향을 살펴보고 그 결과를 고찰하였다. 그 결과 저온 플라스마 공정을 사용할 경우 윤활유가 

묻어있는 금속표면을 20분 안에 모두 제거할 수 있었다. FT-IR과 EDX의 분석 결과 윤활유
의 특성 시그날이 대부분 제거되었다. 알루미늄 표면에서 윤활유의 제거에는 O2에 Ar이 

30% 혼합된 기체에 300W discharge power, -500 V 의 negative potential을 걸어주었을 

때 최적의 세정 결과를 나타내었다.  


